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(54) Rentgenov¥ citlivy elektrograficky zéznamovy materidl

1

Vynélez se tyké média opatieného vrsivou pro elektrograficky zéznem rentgenového

obrazu.

V rediografii se dosud prevéing uZiva klssického halogenst¥fbrného procesu pro hotove-

ni rentgenovych snimkd. St¥fibro se v3ak rychle stévé nedostatkovym materidlem, a proto se

zadinaji prosazovat alternativnl metody, které jsou ryze fyzikélni povahy 8 krom& uspory

at¥{bra vyluduji nebo omezujl mokré vyvolévéni doprovézené chemickymi reskcemi.

Témst dvE desetiletf se ji¥ prakticky pouZ{vé xeroradiografie, zv148t& v medicinské
radiologii. Poskytuje lepsSf snimky mékkych t&lnfich &dsti nel klasikcd fotogrsfie. Po fyzi-

* k&lni{m vyvoléni suchou vyvo jkou se obraz prenddi na pepir (v&t3inou v opticky vyhodné mod -

Py

ré tonind) a miZe slouZit lékati pri zékroku jako bezprostiedns pracovni pomicks. Dnedni

zsfizeni uffvaji jako rentgenové citlivych materidld vétdinou fotovodivé amorfni vrstvy

selénu a slitin, resp. sloufenin selénu (chalkogennich skel). Tyto vrstvy se nsnéde ji na

podloZni desku v&tiinou napatfovac{ nebo fleshovou technikou. Citlivost xarorediografie Jje

srovnatelnd s halogenstifbrnou rentgenovou fotograf{, kontrastni podéni poloténﬁ i rozliso~-

vac{ schopnost jeou velmi dobré.

Dels{ alternativanfl rediografickou me todou je ionografie. Je znadné rozprecované s mé

bohatou patentovou 1iteraturu.  Citlivost leif blfzko pouZitelné hranice s vynakldda se ne-

mélo ysilf na to, aby bylo této hranice dossZeno p¥i rozumné sloZitosti a cend u::{zeni.
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fonografickd metoda Je zsloZensa na nasbijenf, resp. vybiljent povrechu izole&niho (tedy nefoto~-
vodivého) meteridlu ionty produkovanymi po prichodu zobrazovanym objektem ve vrstys plynu

0 vysokém stomovém &fsle a vysokém tlaku, ktery je umfstdn v komote nad povrchem izolantu.
Je uZfvén v&tdinou xenon o tlaku jednotek M a. D4le Je v komo¥e v t¥ené blizkosti na povr-
chem izoladnfho mateéiélu unisténa rentgenovs prihlednd elektroda Pfipojend ns potencidl
Fddu kV. Je patrné, Ze konstrukce komory je néroiné s drahd a Ze existuje snadné moZnost

\

elektrického proragu. 2 tohoto ddvodu ne jsou doswd realizovéna komer&nf ze¥fzenf.

Rovnd% je znémé povrchovd elektricky nabitelné o rtg zérenim vybitelné zéznamn{ mé-
dium ne bézi nizkomolekuldrniho 8 vysokomolekuldrntho polystyrénu dopovaného naftalénem,
sestdvajicl z vratev rizné tloustky nanesenych na hlinikovou £§1ii nebo sklo opatfené vrst-
vou Sn0,. Citlivost tohoto materi&lu je déna prevéZng iontovym vybljenfm a jen v malé mife
indukovanou rtg fotovodivosts a Je pro medicinské aplikece relativn® nizkd.

Ale i ufivand selénovd xeroradiografie je pom&rnd drahs Jak vzhledem k nédrodns techno-
logii vyroby desek, tak 1 k Jejich omezené Zivotnosti. Zéznam'rtg obrazu Jé skreslovén tzv.
"podlepténim" obrezu vlivem iontd vzduchu vzniklych b&hem rtg éxpozice. K omezenf tohoto
vlivu je nutno uZfvat pomocné elektrody s vysokym nap¥tim, umfst¥né nad deskou.

Znin¥né nevyhody odatranu je rentgenové citlivy elektrograficky zéznamovy materigl
podle vyndlezu. Jeho podstate spodivd ve sloZen{ s chargkteru rentgenove citlive vrstvy a
Je jim uloZenf bdhem expozice v kaze t&, dovolujfes nerudeny pffstup vzduchu,

Rentgenové® citlivé vrstva Je vytvorens fotovodivym enorganickym meteridlem, s v¥hodou
chalkogennim 4s/Se v hmotnostnim pom&ru aloﬁqk 3/7, ve form& présku a pojivem 2 organického
izolantu, s vjhodou polystyrénh 0 molekulové hmotnosti 105 aZ 106. Nejmend{ velikost &dstic
anorganické sloZky je 0,8 mm ne jvetss 20 y#m. Obssh poJjiva v suché vratvé &inf 3 a% 50 %
hmot., p¥i%em# hornf mez Je déna zachovénim matového vehledu citlivé vratvy. Vrstve je na-
Resens ne podloZnf msteriél, napfikled kovové desky a folie, plestové desky a folie, sklens-
né desky, papir. Tlous¥ka suché vretvy &in{ minimélné 26 A /Be

Nebitd vrstve ns podloZnim materidlu se exponuje rentgenovym zérenim prochédze jicim
pres objekt v kazeté. Kazets Je z materidlu o zizké rtg absorpci o sv&tlot¥snd, pridem: Je
na svém obvodu opatfens fadou otvord pro p¥fstup vzduchu, které tvof{ minimdln& 5 % plochy
obvodovych aténvkazaty. Vzdélenost viks od povrchu citlivé vratvy Jje min. 2 mm.

Funkeci citové vrstvy lze popsat nésledujfcim zplsobem: Diky mstovému povrchu vznikaji
mezi Zdsticemi fotovodide g izoladnim pojidlem v Jejich bezprost¥ednim okolf b&hem expozice
relativn& 8ilné elektrické lok&ln{ gredienty, které pritehujf ionty pFfslusné polsrity vznik-
16 ionizact vzduchu nad citlivou vratvou. Tyto ionty kompenzujf pivodng @lektricky néboj, a :
tak pfispivejf ke tvorb& obrazu zplisobem anslogickym ionogrefif. Kazeta pro tento zpisob
préce mus{ byt tedy opatiens ventiladnimi otvgry pPro nerudeny pristup vzduchu, ktery musg
b¥t v nadbytku proti podtu vzniklych iontd. Aditivnf wyuzfts objemové fotovodivosti .g ionto~
vé kompenzace vede u materidlu popsaného typu k dosaZent citlivosati arovnatelng 8 materidly
8e lénového typu. Citlivou vrstvu lze pFitom vwyrdvat Jako emulzi 8 nandsdet na pod loZky stan-
dardnimi a relstivng Jednoduchymi zeffzenfimi. Dgls{ vyhodou Jje, Ze hatovy povrch citlivé
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vrstvy vytvéri raestr, a tsk né vznikly obraz piirozenym zplsobem zsjisdténo dobré podénf po-
lotond. lonty pFispfvajf{ aktivnim zplsobem ke tvorb& obrazu s nezpisobuji neZédoucf "pod-
lepténi®. Proti ionografii odpadé nutnost tlakové kazety plnéné xenonem 8 zdroJ vysokého
napét{ pro ionogrsfickou e lektrodu.

Déle uvddime p¥fklady na sloZeni s p¥ipravu citlivé vrstvy.

P¥{kled 1

Chalkogenni{ sklo As/Se ve hmotném pom&ru sloZek 30/70 bylo mleto 24 hodin v kulovém
porcelénovém mlynu pod toluenem. Pak byl p¥idén grenulovany polystyrén o mol. hmot. 106
v mno¥stvi 5 % hmot. obsahu As/Se s mleto dals{ 4 hodiny. vzniklé emulze byla upravens ne
viskozitu pro nanéden{ rskli s nanesena na hlinikovou podloZku sfly 1 mm, mechanicky o&is-
ténou @ omytou scetonem, alkoholem a destilovenou vodou. Vratva pak byla ponechéns 24 hodin
schnout v exikétoru 8 otevienym kohoutkem, nsdeZ byla dosusena 2 hodiny ve vakuu rotani
vyvévy. Vznikl jemnd matovy povrch, schopny udriet povrchovy potenciél +600 V.
Citlivost: Citlivy materidl byl ve shora uvedené kazet® exponovén 1 sec zéfenim z rentgen-
ky nspéjené 50 kV, pfi proudu 4 mé, ve vzdédlenosti 12 cm od ohniska, bez pomocné elektrody.
Expozice s pomocnou elektrodou tvorenou tenkou hlinfkovou £60141 ve vzddlenosti 2 mm od cit-
livého povrchu, s gradientem 6 kV/om byla 2 8. Iontovy piis;évek tedy &inil 50 %. Obrézek
byl kontrastnf s 8 dobrym podénim polotdnd.

P¥iklad 2 _

Emulge byls mleta podobnym zpisobem jako v pfikladu 1, byl viak p¥idén presréZeny
polystyrén o,mol. hmot. 3.105 v mno%¥stvi 10 % hmot. obsshu As/Se. Naneseno mé¥enim na dvé&
skl{tka opat¥end vodivou vrstvou Snoz, ptiloZené proti sob& 8 obvodem chrénén¥m lepici pés-
kou. Sudenf{ bylo stejné jako v ptiklsdu 1. Vznikl jemn& matovy povreh, ktery byl nasbit ns
+650 V. | .
Citlivost: Ze stejnych podminek jako v pF¥ikladu 1 byla expozice stejného objektu bez pomoc-
né elektrody 1 s., 8 pomocnou elektrodou 1,6 é. Iontovy prispévek tedy &inil 40 %. Obrézek
byl kontrastnf s velmi dobrjm podénim polotond.

PEREDMET VYNELEZU

Rentgenovd citlivy elektrograficky zésnamovy meteridl, sestévajicf z citlivé vratvy
na podlo!ce z kovu, plastu, skla nebo papiru, vyznaleny tim, Ze podloZka je opatiena vrst-’
vou mapového vzhledu sloZenou z fotovodivého materidlu v préskové formé s velikosti Zéstic
0,8 aZ 20 4m, 8 vyhodou 2 chalkogenntho s8klas As/Se v hmotnostnim pom&ru 3/7, 8 2 pojiva
tvoreného organickou jzola&nf sloZkou, s vyhodou polystyrénem o molekulové hmbtnostiglos 14
108, prisemt obssh pojivs &inf 3 a¥ 50 % hmotnosti.
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